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ИОННО-ПЛАЗМЕННАЯ ОЧИСТКА КОНТАКТОВ РЕЛЕ
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Известно, что основным источником нестабильности сопротивления 
контактов реле являются загрязнения на поверхности. Для их удаления, как 
правило, применяется химическая очистка, сама являющаяся источником 
загрязнений поверхности продуктами своей реакции [1]. В настоящей работе 
предложена финишная очистка поверхности контактов реле типа РПС-45, 
осуществляемая обработкой ионно-плазменным потоком, формируемым 
источником внеэлектродной плазмы на основе высоковольтного газового 
разряда (ИВПВГР) [2].
Данный источник монтировался на базе вакуумной установки УВН- 
2М-1. Исследуемые реле размещались в специальных держателях, в качестве 
рабочих газов использовались воздух, кислород и аргон.
В работе представлены зависимости сопротивления контактов реле 
от режимов облучения: тока разряда I, ускоряющего напряжения U и 
длительности облучения поверхности контактов реле t. Анализ зависимостей 
показывает, что при обработке поверхности реле выявляются несколько 
механизмов взаимодействия частиц плазмы со структурой загрязненной 
поверхности контактов реле и его конструктивными элементами: удаление 
загрязнений (химическим, плазмохимическим, ионно-стимулированным, 
электронно-стимулированным травлением или физическим распылением),
окисление с образованием окислов азота и отжиг поверхностной структуры. 
При облучении в атмосфере воздуха, в зависимости от режимов, возможна 
реализация каждого из вышеперечисленных механизмов. При облучении в 
кислороде преобладает механизм окисления. Облучение в аргоне приводит к 
наиболее эффективной очитке контактов реле, отжигу поверхности 
контактов и к минимальному сопротивлению контактов р=20мОм. Поэтому, 
наиболее оптимальным режимом облучения является: рабочий газ - аргон, 
ток разряда - 1 =  1,25 мА, ускоряющее напряжение на электродах - U = 2 кВ, 
время облучения — t  =  3 мин.
Таким образом, предложенный в настоящей работе способ 
финишной очистки контактов реле позволяет с помощью электронной 
бомбардировки снизить сопротивление контактов реле типа РПС-45 на 
17,5%.
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Описана конструкция устройства формирующего поток 
газоразрядной плазмы за пределами электродной системы и способы защиты 
от пробоя изоляции катодного узла, позволившие увеличить рабочее 
напряжение до 3-5 кВ. Д м  достижения этого предлагается увеличить 
глубину п-образной проточки, в которую входит изоляция катода, на ю л  
относительно толщины катода, заполнив образовавшуюся камеру вакуумным 
маслом. Рассмотрены типы пробоя элементов конструкции изоляции 
разделяющей катодную и анодную системы.
